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概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

高温高圧水を用いた金属酸化物微粒子合成は、流通式の反応装置を用いることで連
続的にナノサイズの微粒子を得ることが可能な技術として期待が持たれている。本
研究では、反応温度を二段階に制御した装置による粒子制御の可能性を検討するた
め、合成した粒子のキャラクタリゼーションを共用設備（ARIM）にて実施した。

実験
Experimental

高分解能分析電子顕微鏡にて、粒子の形態を観察し、複数の粒子についてサイズを
測定することで粒径分布を求めた。また、粉末X線回折装置にて、粒子の結晶構造
を同定した。

結果と考察
Results and Discussion

反応温度を二段階に制御した合成装置により、一段目の反応器で合成した粒子のサ
イズを、二段階目の反応器において増加させる制御が可能であることがわかった。
この時、二段階目の反応器に供給する原料濃度が小さい場合は、変動係数は増加せ
ずに粒子サイズが増加した。一方で、原料濃度が大きい場合は、変動係数が大きく
なる挙動や平均粒径が小さくなる挙動が見られ、二段階目で新たに粒子が発生した
ためであると考えられる。
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